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はじめに 高濃度 Bi 置換希土類鉄ガーネッ

トは、良質な薄膜の作製が困難であったため、

磁歪定数などの物性値が明らかになってい

ない。前回までに我々は、有機金属分解 

(MOD)法により Gd3Ga5O12 (GGG)基板上に

作製したNd3-xBixFe5-yGayO12 (Bi-NIGG; x=2.5, 

y=1)薄膜について、基板を研磨して削ること

により、誘導磁気異方性が変化することを報

告した[1]。そこで、基板を研磨することによ

り、磁歪を測定できるのではないかと考えた。

今回はNd系希土類鉄ガーネットにおけるBi, 

Ga 添加量による磁歪特性の変化についての

評価を行ったので報告する。 

実験方法  0.5 mm厚さ GGG 単結晶基板上

に、MOD 法により Bi –NIGG (x=0〜2.5, y=0, 

1) 薄膜を作製した。薄膜は高純度化学研究

所製のMOD 溶液を塗布 (3000 rpm, 60秒)し、

乾燥 (100℃, 10 分)、仮焼成 (450℃, 10 分) 

を 5回繰り返した後、本焼成 (600℃, 3時間) 

により結晶化を行った。さらにこの同じ工程

をもう一度繰り返し、膜厚を約 0.31 µmとし

た。その後、GGG 基板を研磨により厚さを

0.1 mm まで薄くし、研磨前後の試料につい

てファラデーヒステリシス測定を行った。 

結果及び考察   Fig. 1 に Bi-NIGG (x=1, 

y=1)薄膜の研磨前後のファラデーヒステリ

シス測定結果を示す。前回報告した Bi-NIGG 

(x=2.5, y=1)薄膜の結果[1]と同様に、基板の

研磨によって、ファラデー回転角は変化せず

に保磁力が低下したこと確認することがで

きた。これは応力変化に伴う磁気異方性の変

化によるものと考えられる。異なる組成につ

いての結果など詳細については当日報告を

行う。 

 

Fig. 1 Faraday hysteresis loops of the Bi-NIGG 

(x=1, y=1) thin films on GGG (100) substrates 
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